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       Низкоиндуктивная вакуумная искра исследуется ввиду моделирования пинчевых процессов высокотемпературной плазмы и возможности использования в рентгенолитографии. Вместе с тем, плазма искры является мощным источником электромагнитного излучения в высокочастотном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра [1,2]. Плазма вакуумной искры формируется при эрозии металлических электродов (сталь, медь) в вакууме при разряде конденсаторной батареи емкостью 20 мкФ, зарядном напряжении 5-15 кВ, токе разряда 100-150 кА и периоде 8,5 мкс. При развитии разряда на зависимостях тока от времени наблюдается особенности связанные с пинчеванием разряда. Этот временной диапазон соответствует появлению интенсивных высокочастотных колебаний в диапазонах 5-20 МГц и 0,1-1 ГГц. Наиболее интенсивные колебания присутствуют на частотах 12 МГц и 15 МГц, а также 0,21 ГГц и 0,42 ГГц. Ввиду достаточно сильного тока, текущего через плазму, в области плазмы могут возникать значительные магнитные поля в диапазоне B=103-104 Гс. Согласно более ранним измерениям основные параметры плазмы в области пинча составляют: температура T=(1-2)(105 K и концентрация ne=1019-1020 см-3. Ввиду этого в плазме возможно существование различных магнитозвуковых волн в частотном диапазоне 106-1010 Гц [3]. Данные волны будут существовать в объеме пинча, а также распространяться в смежной области плазменной оболочки. После пинчевания плазмы в начале стадии разлета плазмы возможно развитие турбулентных хаотических процессов, что также может приводить к возникновению колебаний. Исследование процессов, приводящих к генерации высокочастотного излучения, является важным для понимания стадий формирования плазмы. Характеристики рассмотренных магнитозвуковых волн соответствуют полученному частотному диапазону колебаний и могут объяснить данное явление.
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